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A process for developing irradiated radiation-sensitive recording materials using an aqueous-alkaline 
developer which contains compounds of the formula (I) (I) wherein A is H, Na, K, NH4 or NR4, where R is 
a substituted or unsubstituted alky! radical, W and X, independently of one another are H or -CH2-COOA, 
Y is H or COOA and Z is H or OH, wherein the compound of the formula (I) contains at least 3 COOA 
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@ Verfahren zum Entwickein bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmaterialien 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entvs^ckeln 
bestrahlter, strahlungsempfindt!cher Aufzeichnungsmateria- 
lien mit etnem waBrig-alkafischen Entwickler, der spezielie 
Verbindungen der Fbrmel I 
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anthih, die bishar nur auf dam Wasch- und Rainigungsmit- 
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Besdireibung 



Die Erfindung betrifft ein Verf ahren zum Entwickefai bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsma* 
terialien mit einem waBrig-alkalischen Entwickler, der spezielle Verbindtingen enthilt 

Bn waBrig*aIkalischer Entwickler fur strahlungsempfmdiicfae Aufzeichnungsmaterialien, insbesondere sol- 
chen, aus denen Offsetdruckplatten hergestellt werden. muB cine Reihe von Forderungen erfOUea. Er soli 
ergiebig sein. Das bedeutet, die Entwicklungsicistung soli auch nach langerem Gebrauch und dadurch gestiege- 
ner Belastung durch abgelSste Schichtbestandteile moglichst wenig abnehmea Die sogenannte "Tongrenze", bei 
der der Entwickler verbraucht ist und die Schicht an den sogenannten Nichtbildstellen nur noch unvollstSndig 
abldst. soli mdgiichst hoch liegen. Selbstverstandlich soil er die Aufeeichnungsmaterialien mdglichst schnell und 
vollstindig entwickeln. Dies ist besonders widitig bei der maschinellen HersteDung der Dnidq}latten in Verar- 
beitungsstraBea Bedingt durch kurze Taktzeiten kann eine Entwicklungsdauer von deutlich weniger als 30 s 
notwendigsein. 

Die Bereiche des Aufeek:hnungsmaterials, die spater die Druckf arbe annehmen (die sogenannten Bildstellen), 
sollen vom Entwickler mdglichst wenig angegriffen werden. Nur dann ist gewahrleistet, daB auch nach mehrma- 
Ugem Entwickeln» wie es beispielsweise beim Photocomposmg mdglich ist, keine Bildschadigung eintritt 

Beim Entwickehi sollen sich weder Schaum noch feste Niederschlage biMen. Letztere kSnnten die Entwick- 
lungsgerate verunreinigen und damit einen erhdhten Wartungsaufwand eiforderiich machen oder sich gar auf 
dem entwickelten Aufzeichnungsmaterial absetzea 

Die Entwicklung soil zudem eine harte Gradation zulassen. Nur dann werden die Bildpunkte exakt von der 
Filmvorlage auf die Platte ubertragen, wobei auch kleine Rasterpunkte einwandfrei wiedergegeben werdca 

Aus okologischen und dkonomischen Grunden ist es von Vorteil wenn der Entwickler in Form eines flOssigen 
Oder f esten JConzentrats angeboten werden kann, das erst der Verbraucher mit Wasser verdunnt. Die Harte des 
Wassers ist regional verschieden, was aber die Egenschaften des gebrauchsf ertigen Entwicklers nicht beeinflus- 
sen son. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer geringen Empfindlichkeit gegen Wasserharte. 

SchlieBlich darf auch der TrSger des Aufzeichnungsmaterials durch den Entwickler nicht angegriffen werdea 
Bei dem haufig fur Druckplatten verwendeten Aluminiumtragermaterial soil insbesondere die Aluminiumoxid- 
schicbt beim Entwickeln intakt bleibea 

Mit den bisher bekannten Entwicklem lieQen sich die genannten Forderungen nicht alle gleichzeitig erfullea 
Besonders die aus Konzratraten hergestellten Entwickler zeigten unbefriedigende Eigenschaf tea 

Oberaus empfindlich gegen Wasserharte sind die Entwidder, die als alkalisch reagierende Bestandteile Amme, 
Hydroxide, Phosphate, Silikate, Borate und Carbonate enthaltea Es wuide daher versudit, diesen Nachteil 
duich den Zusatz von Eth^endiamintetraessigsaure, Diethylentrianunpentaessigsaure oder NitrUotriessigsaure 
bzw. der Salze dieser Verbindungen zu vermetdea Die so veranderten Entwickler griffen wiedenim den TViger 
starker aa Auch der Zusatz von Di-, Tri- oder Polyphosphaten war nicht geeignet die AbhsLngigkeit von der 
Wasserharte zu reduzieren, da diese Verbindungen m den alkallschen Entwicklem hydrolysiert wurdea 

In der DE-A 33 15 395 ist ein Konzentrat beschrieben, das ein Alkalisilikat und einen Chelatbildner entl^t 
Durch Verdunnen mit Leitungswasser wird daraus ein Entwickler fur Aufzeichnungsmaterialien mit einem 
ortho-Chinondiazid in der lichtempfmdlichen Schicht Der Chelatbildner verhindert, daB die im Leitungswasser 
enthaltenen Calcium- und Magnesiumionen mh dem Alkalisilikat unter Bildung von unloslichcm Material 
reagierea Als Chelatbildner sind organische PhosphonsSuren und Phosphonotricarbonsaurea wie Aminotris- 
methyienphosphonsaure oder Ethylendiamintetramethylenphosphonsaure, bevorzugt Diese Chelatbildner sind 
jedoch biologisch nicht abbaubar. 

Es bestand daher die Auf gabe, ein Verf ahren zum Entwickeln strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmateria- 
tien zur VerfGgung zu stellea bei dem die oben beschriebenen Nachteile nicht mehr auf tretea 

Oberraschenderweise UeB sich diese Aufgabe losen durch die Verwendung von Verbindungen, die eigentlich 
Bestandteile von Wasdi- und Reinigungsmitteln sind. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb ein 
Verfahren zum Entwickeln besmdilter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmaterialien mit einem Entwick* 
ler, der mindestens eine in waBriger Ldsung alkafisch reagierende Verbindung enth^t, dadurdi gekennzeichnet, 
daB dem Entwidder mindestens eine Verbmdung gem&B Formel I 



W X Y Z 

zugesetzt wird, worin 

A H, Na, K, NH4 Oder NR4 ist, wobei 

R em gegebenenfalls substituierter Alkyl-Rest ist, 

W und X unabhangig vonemander H oder — CH2— COOA ^d, 

YH Oder COO A und 

ZHoderOHist, 

mit der MaDgabCi daB die Verbindung der Formel 1 mindestens 3 COO A-Emheiten aufweist 

Alle Verbindungen der Formel I sind biologisch abbaubar. Die alkalisch reagierende Verbindung ist bevorzugt 
ein Amia Hydroxid, Silikat, Phosphat, Borat oder Carbonat Bevorzugte Amine sind Ethyl-, Diethyl- und 
Triethylamia Ethanolamm, Di- und Triethanolamia Ethylendiamin und Morpholia Bevorzugte Hydroxide sind 
(Ci-Cio)AlkylammoniumhydroKide sowie Di-, Tri- und Tetra(Ci-Cio)alkylammoniumhydroxide. Bevorzugte 
Silikate sind Natrium-, ICalium- und Ammoniumsilikate sowie die entsprechenden Di-, Tri- und Polysilikate. 



AOOC - CH - N 



CH - CH - COOA 



(I) 
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Bevorzugte Phosphate bzw. Borate wnd Natrium-, Kaiiura- und Ammonium-phosphate bzw, -hydrogenphos- 
phate und -dihydrogenphosphate sowie die entsprechenden Ortho und Tetraborate. Bevorzugte Carbonate sind 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumcarbonate- bzw. -hydrogencarbonate. Von alien aikalisch reagierenden Ver- 
bindungen sind die Alkalisitikate am besten geeignet 

Der Anteil der alkalisch-reagierenden Verbindung(en) ist auf die Art des Aufzeichnungsmaterials abzustim^ 5 
men. Er liegt in der Regel bei 04 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers. Bei den fasten oder flfissigen Konzentraten liegt der AnteQ 
entsprechend hdher. 

In den Veri>indungea der Formel I ist A bevorzugt H oder Na. Im Fail X = CH2— COOA ist bevorzugt W » 
y = H. Ist andererseits X = H, dann ist bevorzugt W = CH2— COOA und Y = COOA. Der Anteii der 10 
Verbindung(en) der Formel I richtet sich nach der Art des zu verarbeitenden Aufzeichnungsmaterials. Allgemein 
betragt er 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0^1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des ge- 
brauchsfertigen Entwicklers. 

Gemische, die Verbindungen der Formel I enthalten, gehoren bereits zum Stand der Technik. So ist in der 
EP-A 0 356 974 ein Waschmittel beschrieben, das als Entharter 2 bis 25 Gew.-% an P-Alanm-N,N-diessigsaure 15 

NJhI-Biscarboxymethyl-p-aianin; Formel I,A = W= Y = Z = H,X = CH2-COOA] enthalL Ein 
Reinigungsmittel das ein organisches Ldsemittel mit einem Siedepunkt von etwa SO'^C und N-(3-Hydroxy-succi- 
nyl)-asparagins&ure («■ N-^l^-Dicarboxy-eth^S-hydroxy-asparagins&ure; Formel I,A = X = H,W«« 
CH2— COOA, Y = CXX)A, Z = OHX P-Alanin-N^^-diessigs§urc oder IminodibemsteinsSure (Formel t A = X 
= Z = H, W = CH2-COOA, Y = COOA) enthait, ist in der EP-A 0 513 948 offenbart In dem Waschmittel 20 
gem^B der EP-A 0 509 382 dienen die drei letztgenannten Verbindimgen als Stabilisatoren fur das darin ebenfalls 
enthaltene BleichmitteL In der EP-A 0 504 091 ist schlieBlich ein phosphatfreies GeschirrspOlmittel genannt Es 
umfaBt Isoserin-N,N-diessigsaure (= N,N-Bis-carboxymethyl-isoserin; Formel I,A = WY = H,Z = OH, X = 
CH2— COOA)l Isoserin-NJ4-diessigsaure ist, zusammen mit einem anionischen oder nicht ionischen oberfia- 
chenaktiven Mittel und einem organischen Ldsemittel auch in dem Reinigungsmittel gemaB der EP-A 0 51 1 091 25 
enthalten. 

Der in dem erfindungsgemaBen Verfahren verwendete Entwickler kann dariiber hinaus je nach Art der zu 
verarbeitenden Aufzeichnungsmaterialien weitere Additive enthalten. SoUen sehr kurze Entwicklungszeiten 
erreicht werden, dann ist der Zusatz von wasserldslichen organischen LSsemittebi, wie Alkoholen, speziell 
Giykolether» nGtzlich. Gleiches gilt bei der Entwicklung negativ arbeitender und elektrophotographisdier Auf- 30 
zeichnungsmaterialien. Ein Idsemittelhaltiger Eatwidder greift die Bildsteilen jedoch starker aa Der Anteil an 
organischem Ldsemittel muB daher soigfaltig opdmiert werden. Allgemdn liegt er unter 20 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers. Weiterhin kann der Entwickler eine oder mehrere 
oberflachenaktive Verbindung(en) zur Einstellung einer bestimmten Oberflachenspannung enthalten. Insbeson- 
dere bei Sprfihantrag ist eine Oberflachenspannung von weniger als 50 mN/m vorteilhaft, um eine rasche 35 
Benetzung der Kopierschicht zu gewahrleisten. GrundsStzlich sind dafOr kationisdie und anionisdie, aber aucfa 
zwitterionische und nicht ionische Tenside oder Tensidkombinationen geeignet 

Bei Aufzeichnungsmaterialien, deren TrSger besonders empfindlich gegen alkaiische Entwickler sind, wie 
anodisierte Aluminiumfolie, fet die Zugabc von Korrosionsinhibitoren vorteilhaft Hierffir haben sich msbeson- 
dere ionisierbare Verbindungen von Elementen der Z oder 3. Hauptgruppe sowie- der 3. Nebengruppe des 40 
Periodensystems bewahrt Besonders bevorzugt sind Hydroxkle, Halogenide, Sulfate, Nitrate, Acetate, Lactate, 
Lavulinate, Malonate oder Fumarate des Calciums, Strontiums oder Bariums. Gleichfalls geeignet sind: Lithium- 
hydroxid, -chlorid, -bromid, -nitrat, -carbonat oder -sulfat 

Enth^t der Entwickler (oder die strahlungsempfindliche Schicht) Additive, <fie w&hrend der Entwicklung 
Niederschllge bilden kdnnen, sollten hydrotrope Substanzen, wie Arylsulfonate, -carboxylate oder Phosphate- 45 
ster, zugefQgt werden. Schaum- und Fladenbildung verhindert auch die Zugabe von O-Carboxymethyl- oder 
0,0'-Bi5-carboxyniethyl-po!yeth^englykol mit 2 bis 500 Ethjiengl^ol-Einheiten. Sind grdBere Mengen an 
Tensiden im Entwickler enthalten, so wird dem Entwickler zweckmaBig noch ein Antischamnmittel zugesetzt 

Das erfindungsgem&Be Verfahren eignet sich fur eine Reihe von Aufzekihnungsmaterialien. Entsprechend der 
Art der strahlungsempfindlichen oder photoleitf ahigen Schicht kSnnen sie eingeteOt werden in 50 

1. solche mit einer positiv oder negativ arlDeitenden Schicht auf Basis von Diazoverbindungen, 
Z solche mit einer positiv oder negativ arbeitenden Schicht, die Verbindungen enthait, die unter der 
Einwirkung aktinischer Strahlung Saure produzieren und Verbindungen, die durch die SSure gespalten 
werden, 55 

3. solche mit einer negativ arbeitenden Schicht, die polymerisierbare, olefinisch ungesattigte Verbindungen 
und Photopolymerisadonsinitiatoren enthilt, und 

4. solche mit einer positiv arbeitenden Schicht, die Photohaibleiter oder dn Gemisch von Photohalbleitem 
und Sensibilisatoren enthait 

60 

In den genannten strahlungsempHndlichen oder photoleitflhigen Schicfaten ist im allgemeinen auch ein in 
waBrigalkalischer Losung Idsliches, filmbildendes Polymer als Bindemittel enthalten. Es besitzt funktionelle 
Gruppen. bevorzugt -OOOH, -SO3H. -P0(0H)2, -SH, -OH und -NH2. Hierzu zahlen insbesondere 
Pol^ondensate von Phenolen mit AJdehyden, speziell Novolakharze. Der Gehalt an phenolischen Hydroxy- 
gnippen betrSgt bevorzugt etwa 2 bis 9 mmol pro Gramm des Binderaittels. Daneben sind auch Homo- oder 65 
Copolymere des ortho-, raeta- oder para-Hydroxystyrols geeignet Die Hydroxystyrol-Einheiten kdnnen noch 
weiter substituiert sein, insbesondere mit Alkyi- oder Alkoxygruppea Verwendbar sind audi Homo- oder 
Copolymere mit Einheiten aus Acr^aure- bzw. Methacrylsduredihydroxyphenylester oder -trihydroxyphenyle- 
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ster, N-Dihydroxyphenyl- oder N-Trihydroxyphenyl-acrylainid bzw. -methacrylaniid. Die weiteren Einheiten in 
den Copolymeren sind beispielsweise Einheiten aus Styrol. a-Methyl-styrol, Drom- oder Chlorstyrol, (Ci — C4)al- 
k^-vinyl-ether, AcryinitiU Vinylacetat und/oder Maleinsaureanhydrid. Als Bindemittel and auch Homo- und 
Copolymere mit Einheiten aus N-Hydroxyphenyi- oder N-Acetoxyphen^-maleimid geeignet Als Comonomere 

5 kommen hier insbesondere Hydroxy- und Acetoxystyrol in Frage. ScfalieBlich lassen sich auch 1 : i-Copolymere 
aus Maleimid und Alkyl-vinyl-ethern verwenden. Gut geeignet smd auch Homo- oder Copolymere mit Hydrox- 
ystyrol-Einheiten, die mit Alkan- oder Cycloalkansulfonylisocyanaten umgesetzt wurden. Diese Polymere cnt- 
halten entsprechend Sulfonyiurethangruppen der Fonnel — O— 00— NH— SO2— wobei R fur Alkyi oder 
Cycloaikyl steht I^e i : 1-Copolymere wie auch die Polymere mit den Sulfonyiurethangruppen enthalten N— H 

10 acide Gnippen. 

Die positiv arbeitende Schicht vom Typ 1 enthalt in der Regel 1,2-Chinondiazide, bevorzugt Ester und Amide 
von I^-Naphthochinondiazidsulfonsauren, besonders bevorzugt Ester aus l^-Naphthochinon-2-diazid-4- oder 
-5-sulfonsaure und Folyhydroxyaromaten, wie Dihydroxy- oderTrihydroxybenzophenon. Die bestrahlten Berei- 
che sind in dem w§Brig-alkalischen Entwickler loslich, so daB ein positives Biid zurQckbleibt Aus der normaler- 

15 weise positiv arbeitenden Sdiicht kann durch zusatzliche Verfahrensschritte auch ein negatives Bild erhalten 
werden. FQr ein soiches Umkehrverfohren eignen ach besonders schichten, die l^-Naphthochinon-2-diazid- 
4-sulfons&ureester enthaltea Verbmdungen, wie 2-Diethylamino^,6-diethoxy{13>^nazm erhdhen den Spiel- 
raum bei der thermischen Nachbehandlung. Auch Umsetzungsprodukte von monofunktionellen Alkoholen, wie 
Ethyienglykol-monoalkylether, mit monofunktionellen Isocyanaten, wie Phenylisocyanat, erhdhen den Bildum- 

20 kehrspieh^um. Sie bewirken femer, daO die Bildberdche nach der Konvertierung weniger vom Entwickler 
angegriffen werden. Die negativ arbeitende Schicht vom Typ 1 enth&lt beispidsweise Kondensadonsprodukte 
von Diphenyiamin-4>Diazoniunisalzen mit Aldehyden, bevorzugt Formaidehyd, oder Polymere mit seitenstindi- 
gen Diazoniumeinheiten (US- A 4 58 1 31 3). 
Die s^urebildende Verbindung in der posidv arbeitenden Schicht vom T^P 2 ist bevorzugt ein Phosphonium-, 

25 Sulfonium^ Jodonium- oder Diazoniumsalz» ein 1 ^Z-Chinondiazid, eine Organometall/Organohalogen-Kombina- 
tion oder eine organische Halogenverbindung, besonders bevorzugt ein halogenmethylsubsdtuiertes [13»5jrria- 
zia Bevorzugt sind solche Phosphonium-, Sulfonium- und lodoniumsalze, die in orgaiuschen L5semitteln idsiidi 
sind. Das trifft speziell auf die Hexafluorophosphate und Tetrafluoroborate zu. Grundsatzlich sind alle auch als 
Radikalstarter bekannten organischen Halogenverbindungen, die bei Bestrahlung Haiogenwasserstoffsaure 

30 bilden, geeignet Dies sind bevorzugt solche, in denen mindestens ein Halogenatom gebunden ist an ein Kohlen- 
stoffatom, das Teil einer aliphatischen Kette oder eines aromatischen Rings ist Zu diesen Verbindungen zahlen 
s-Triazine, die mit Halogenmethylgruppen, insbesondere Trichlormethylgruppen, und mit einem aromatischen 
bzw. ungesattigten Rest substituiert sind. Ebenso geeignet smd 2-Trichlormethyl«{13,4]oxadiazole. Die spektrale 
Empfindlidikeit der sogenannten Photosauregeneratoren kann durdb dem Fachmann bekannte Sensibilisatoren 

35 beeinfiufit werden. 

Als siiurespaltbare Verbindungen in der Schicht vom Typ 2 haben sich vor allem folgende Verbindungsklassen 
bewahrt: 

a) solche mit mindestens einer Orthocarbonsaureester- und bzw. oder CarbonslLureamidacetalgruppe, 
40 wobei die Verbindungen auch polymeren Charakter haben und die genannten Gruppen in der Hauptkehe 

oder seitenst&ndig auftreten konnen, 

b) oligomere oder polymere Verbindungen mit wiederkehrenden Acetai- und/oder Ketalgruppen in der 
Hauptkette, 

c) Verbindungen mit mindestens einer Enolether- oder N-Acyliminocarbonatgruppe, 
45 d) cyclische Acetate oder Ketale von P-Ketoestem oder -amiden, 

e) Verbindungen mit Silylethergruppen, 

f) Verbindungen mit Silylenolethergruppen, 

g) Monoacetale bzw. Monoketale von Aldehyden bzw. Ketonen, deren Ldslichkeit im Entwickler zwischen 
aiundtOOg/lbetrSgt, 

50 h) Ether auf der Basis tertiSrer Alkohole^ 

i) Carbonsaureester und Carbonate; deren ADcoholkomponente ein tertiarer Alkohol, ein Allylalkohol oder 
ein Benzyialkohol ist, und 
j) N,0-Polyacetale. 

55 Es kSnnen auch Mischungen der vorgenannten saurespaltbaren Komponenten eingesetzt werden. 

Auch aus der Schicht vom Typ 2 kann durch zusatzliche Verfahrensschritte ein negatives Bild erhalten werdea 
Dazu wird das bestrahlte Au^eichnungsmaterial vor dem Entwickehi noch erlutzt und dann ganz flachig 
bestrahlt 

Die negativ arbeitende Schicht vom T^p 3 enthalt bevorzugt eine Kombination aus einem ethylenisch 
60 ungestttigten Monomer, insbesondere einem Acryl- oder Methacrylsaureester eines mehrwertigen Alkohols; 
und einem PhotoinitiatcN- oder eine Kombination aus einer Verbmdung, die in Gegenwart von Saure zur 
Polyaddition befahigt ist, beispielsweise einer Epoxyverbmdung, und einer Verbindung, die bei Bestrahlung 
Starke SSure bildet In diesen Schichten werden als alkalildsliche Bindenuttel bevorzugt Polykondensate oder 
Polymere mit seitenstandigen Carboxygruppen verwendet Ak Buidenuttel kdnnen m den negativ arbeitenden 
65 Gemischen im Prinzip dieselben Harze eingesetzt werden wie oben beschrieben, bevorzugt werden jedoch 
Harze mit seitenstandigen Carboxylgruppen. 

Unter '^twickeln" versteht der Fachmann bei elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterialien (diese 
enthalten eine Schicht des oben genannten Typs 4) das Sichtbarmachen des durch Bestrahlen hergestellten 
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elektrostatischen Ladungsbildes durch Aufbrmgen eines (trockenen) Tonerpulvers. Die Tonerpartikel werden 
dann durch Einbrennen fbdert Das nachfolgende Entfemen der nicht-betonerten Bereiche der Schicht wird zur 
Unterscheidung davon als 'Entschichten** bezeichnet Der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Erftndiuig 
stets nur von"EntwickJer(I6sungen)*gesprochen, gemeint sind aber ebenso audi "Entschlchter^losungen)". 

Elektrophotographische Schichten vom Typ 4 sind beispielsweise in der EP-A 0 157 241 und der EP- 5 
A 0324 180 bescfaiieben. Als alkaltldsUche Bindemittel enthalten diese Schichten bevorzugt Poiymere oder 
Polykondensate mit seitenstandigen Carboxy- oder phenolischen Hydroxygruppen. 

AUe Schichten vom Typ 1 bis 4 k5nnen fur spezielle Erfordemisse, wie Flexibilitat Haftung und Glanz, 
aufierdem noch Substanzen wie Polyglykole, CeUuloseether (z. B. Etfaylcellulose) oder Netzmittel zugesetzt 
werden. SchlieBlich konnen sie noch Farbstoffe oder feinteilig dispergierte Pigmente enthalten. 10 

Als Tragennaterial fiir Schffihtdicken unter ca. 10 jun werden meist Metalle verwendet Fur Offsetdruckplat- 
ten wird gewohnlich walzblankes, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtes und gegebenenfalls 
anodisiertes Aluminium eingesetzt, das zudem noch chemisch (z. B. mit Polyvinjiphosphonsaure, Silikaten, 
I^osphaten oder Hexafluorzirkonaten) vorbehandelt sein kann. 

Die Beschichtung des Tragermaterials erfolgt in bekannter Weise durch Aufschleudem, Spruhen, Tauchen, 15 
Walzen, mittels Breitschlitzdiisen, Rakein oder durch GieBer-Antrag. 

Nacfa dem Auftragen der Schicht wird das Aufzeichnungsmaterial je nach Schichttyp bildmiBig und gegebe- 
nenfalls vollfladiig bestrahlt Obliche Strahlungsquellen sind anwendungsbedingt z. B. R6hrenlampen, Xenomm- 
pulslampen, metaShalogeniddotierte Quecksflberdampf-Hochdrucklampen und Kohlebogenlampen. In automa- 
tischen Verarbeitungsanlagen bevorzugt man Laser, wie Argon- oder Krypton-Ionen-Laser. Auch Elektronen- 20 
oder Rdntgenstrahlung kann zur Bilderzeugung verwendet werden. 

Die anschlieBende Entwicklung mit den vorgenannten Ldsungen erfolgt bevorzugt in Spruh-, Stau- oder 
Tauchbad-Entwicklungsgeraten bei Temperaturen von 18 bis SO^'Q bevorzugt 20 bis 40*^0 Die Entwicklungs- 
dauer betragt allgemein 5 s bis 1 mia 

An diese Entwicklung konnen sich weitere Verarbeitungsschritte anschlieBen. Beispielsweise konnen Druck- 25 
platten mit einer (sauren) Hydrophiiierungsldsung behandelt oder mit einer Konservierungsschicht versehen 
werden. Zur Erhdhung der Widerstandsfahigkeit beim Druck sowie der Resistenz gegen Auswaschmittel, 
Korrekturmittel und UV-h§rtbare Drudcfarben kdnnen die entwickelten Platten kurzzeitig erhitzt werden. Vor 
dem Erhitzen kdnnen auch sogenannte Einbrenngummierungen aufgetragen werden. 

Bevorzugte AusfQhrungsfbrmen sind m den folgenden Bdspielen angegeben. Gt bedeutet Gewichtsteil(e) und 30 
Vergleichsbeispiele sind mit * gekennzeicfanet 

Herstellung strahiungseropfindlicher Aufzeichnungsmaterialien 

Auf wie jeweils angegeben aufgerauhte, in Schwefelsaure anodisierte und schlieBlich mit Polyvinyiphosphon- 35 
sSure hydrophilierte Aluminiumfoiien wiirden die nadifolgend beschriebenen BeschichtungslSsungen aufge- 
bracht Zusatzlich erhielten die mit den Losungen 3 und 6 beschichteten Materialien eine nicht lichtempfindliche 
Deckschicht von 2,0 jun aus Polyvinylalkofaol (K-Wert 4, Restacetylgruppengehalt 12^0), dem 3 Gew.-% (bezo- 
gen auf Feststof f gehalt) eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KomgrSBe von 3 Mm zugesetzt wurden. 

Diese Deckschicht cUent bei photopolymerisierbaren Kopierschichten als Sauerstoffbarriere; bei positiv ar- 40 
beitendem Material auf der Basis saurespaltbarer Verbindungen verbessert sie die Lagerstabilitat und erweitert 
den Nacherwarmuni^spielraumL 

Positiv arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Photoleiter) 

45 

Die Beschichtungslosung 1 aus 

6,00 Gt eines Styrol/Maleinsaureanhydrid-Copol^mers (molares VerhSItnis der Monomere \;Z : 1), modifiziert 
durch Umsetzung mit Butanol (Sfturezahi: 180; mittleres Molekulargewicht Mw: 150^, bestimmt durch Gel- 
permeationschromatographie = GPQ, 50 
4,00 Gt 2,5-Bis-(4-diethylamino-phenyIH;i3,4>xadiazoI, 
0,01 Gt Rhodamin FB (Color Index Na 45 170 ), 
0,01 Gt Astrazonorange R (CL 48 040 ) und 

89,98 Gt eines Gemisches aus MethylethyDceton und Propjdenglykol-monomethylether (65 : 55) 

55 

wurde auf eine in SalpetersSure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminlumfotie aufgetragen. Nach 
3 min Trocknen bei HO^'C betrug das Schichtgewicht 6 g/mK 

Negativ arbeitendes Aufeeichnungsmateriai (Diazo) 

60 

Die Beschichtungsldsung 2 aus 

2,50 Gt eines Methacrylsaure/Methyl-methacrylat/GIycerin-monomethacrylat-TerpoIymers (20 : 30 : 50; mittle- 
res Molekulargewicht Mw: 24.000, bestimmt durch GPC), 

0^0 Gt eines Diazoniumsalz-Polykondensationsproduktes aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoniumsul- 65 
fat und 1 mol 4,4'-Bis-methoxymethyl-diphenylether, ausgefallt als Mesityiensulfonat, 
0,09 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 8lX 0,07 Gt Phenylphosphonsaure. 
0,10Gt eines KieselgelfQUstoffs mit einer mittleren KomgrdBe von 3 ]m und 
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96,74 Gt eines Gemisches aus Tetrahydrofuran und Eth^englykolmonomethyiether (40 : 60) 

wurde auf eine in Salzs^ure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min 
Trocknen bei 100 ""C betnig das Sdiichtgewicht 13 g/m^. 

Negativ arfodtendes Aufzeichnungsmaterial(Photopoiymer) 
Die Beschichtungsldsung 3 aus 

10, 00 Gt eines Methacryls5ure/Methylmethacrylat-Copolymers (Gewichtsverhaltois 29,1 : 70,9; Saurezahl: 190; 

mittleres Molekulargewicht Mw: 28.000, bestimmt duich GPQ, 

3,20 Gt Trimethylolpropan-triacrylat, 

0,08 Gt 9-Phenyl-acridin, 

0,05 Gt Dibenzalaceton, 

0,07 Gt eines blauen Farbstofb der Formel 

NO, OCH3 
/ / CH2-CH2-CN 



\ / CH2-CH2-OH 

CI NH 
I 

CO-CH3 

und 

86,6 Gt eines Gemisches aus Methylediylketon und Propyienglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgebQrstete und anschlieBend anodiesierte Aluminiumfotie aufgetragen. Nach 2 min Trocknen 
bei 1 lO^'C betnig das Schichtgewicht 2,5 g/m^. 

Konvertierbares AuCzeichnungsmaterial (Diazo) 

Die Beschiditungs!5sung4 aus 

8,50 Gt eines m-Kxesol/Formaldehyd-Novolaks (mittleres Molekulargewicht Mw: 6.000, bestimmt durch GPQ, 
1,70 Gt eines Esters aus 1 mol 2,3,4-Trihydroxy-benzophenon und 2,5 moi l,2-Naphthochinon-2-diazid-4-5ulfo- 
n^chlorid, 

0,06 Gt 2,4-Bis-trichlormethyl-6-stilben-4-yl-{13,5]triazin, 
0,07 Gt Kristalhriolett (CL 42 555), 

0,10 Gt Kieselgelfullstoff mit einer mittleren KomgrdBe von 3 }un und 

89,53 Gt eines Gemisches aus Propyienglykol-monomethylether und Tetrahydrofuran (50 : 50) 

wurde auf eine in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfotie aufgetragen. Nach 2 min 
Trocknen bei 125*C betrug das Schichtgewicht 2,0 g/m^. 

Positiv arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Diazo) 

Die Beschichtungsldsung 5 aus 

7,50 Gt eines Polymeren aus (2-Hydroxyphenyl)methacrylat/Styrol-Copolymers (80 : 20; mittleres Molekularge- 
wicht Mw: 18.000, bestimmt durch GPQ, 

2,00 Gt eines Esters aus 1 mol 2,3^4-Trihydroxy-benzophenon und 2,7 mol l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfo- 
nylchlorid, 

0,25 Gt l,2-Naphthochinon-2-diazid-4-sulfoir^chlorid 
0,40 Gt 2, 4-Dihydroxy-benzophenon, 
0,07 Gt KristaUviolett(CL 42555), 

0,20 Gt Kieselgelfiillstoff mit euier mittleren KomgrdBe von 4 ^m und 

893 Gt ernes Gemisches aus Methylethylketon und Propyienglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgebQrstete, zusfttzlich in Salzsaure aufgerauhte und ansdilieBend anodisiere Aluminiumfolie 
aufgetragen. Nach 2 min Trocknen bei 125''Cbetrug das Schichtgewicht 2,4 g/m^. 
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Positiv arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (mit saurespaltbarer Komponente 

Die Beschiditungsldsung 6 aus 

7,00 Gt eines 4-Hydroxy-styrol/Mcthylmethaci7lat-Copolymers (70:30; roittleres Molekulargewicht Mw: 5 
20Xm, bestimmt durch GPQ, 

2J0O Gt eines Kondensationsprodulctes aus 2-Etfa^-butyraldehyd und THethylenglykol (mitderes Molekularge* 

wicht : 2900, bestimmt durch GPQ, 

0,1 1 Gt 2,4-Bis-trichIormethyl-6-stiiben-4-yl-[l A5> 

triazin, 10 
0,40 Gt Bis-(4-Hydroxy-phenyI) -sulfon, 
0,07 Gt Kristallviolett (CJL 42 555) und 

90,42 Gt eines Gemisches aus Methylethyiketon und PropyIenglykol-monomethylether(65 : 55) 

wurde auf eine in Salzsiure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluniimurofolie aufgetragen. Nach 2 min i5 
Trocknen bei 125''C betrug das Sdiichtgewicht 2,2 g/m^. 

Beispiel 1 

Das mit der Beschichtungsldsung 1 hergestellte elektrophotographische Aufzeichnungsmaterial wurde im 20 
Dunkeln mit einer Corona auf —550 V aufgeladen und dann in Projektion mit 8 Halogenlampen von jeweils 
500 Watt 15 s lang im Auflicht unter einer Posidvpapiervorlage belichtet Das entstandene latente Ladungsbild 
wurde dann mit Hilfe einer Magnetburste mit einem Toner/Carrier-Gemisch (Toner auf der Basis eines Styrol/ 
But^acryiat-Copolymers mit einem Ladungssteuermittei auf FettsSurebasis, angefarbt mit RuB, mitderer Teil- 
chendurchmesser ca. 10 ^m, Carrier auf Eisenbasis mit mittlerer TetichengroBe von ca. 100 (im, Mischungsver- 25 
hiitnis 2 : 98) betonert Der schwarze Toner wurde hitzefbdert Entschichtet wurde dann in einem Entschich- 
tungsger&t mit einer Ldsung gem^ Tabelle 1 bei 26''C und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,5 m/min 
(entsprechend ca. 15 s Einwirkzeit). Das entschichtete Aufzeichnungsmaterial wurde schlieBlich mit Wasser von 
20 deutscher H3rte (dH) im Umlauf gespQh und mit einer handebQblichen Gummierung (RC 795 der Hoechst 
AG)konservierL 30 

TabeUel 



Zusaimnensetzung 


A 

Gew.-% 


B* 
Gew.-% 


Ethanolamin 


10,0 


10,0 


Phenylpolyglykol 


10, 0 


10,0 


Dikal iumhydrogenphosphat 


2,0 


2,0 


Trisethanolammonixim- 
salz des N,N-Bis-carboxy- 
methyl -)3 -alan ins 


1,0 




vollentsalztes Wasser 


77,0 


78,0 



Die Flatten waren in beiden I^en frei von Schleier, die VoUtondeckung war glek:hmaBig, das 34er Raster mit 
einer Flachendeckung von 8—95% bei A und 10—95% bei B wiedergegeben, Filmkanten, HalbtSne der Vorlage 
mit einer Schwarzdichte von <0,2 zeichneten nicht auf den Flatten. Oxidschadigung war nicht erkennbar. Beira 
Entschichter A wurde nach der Verarbeitung von 1 m^ Flatte pro 100 ml Entschicbter wurde nur eine geringe 55 
Verschmutzung der WSsserungsstation festgesteilt. Dagegen venirsachte der Entschichter B eine starke Ver- 
schmutzung ai^grund von AusflUungen, die zum Teil den f^cfatbildsteUen der entschicfateten Flatten anhafteten 
und zu Druckstdrungen fQhrten. 

Beispid2 60 

Mit der Beschichtungsldsung 2 hergestellte negatlv arbeitende Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem 
Kontaktkopierrahmen durch eine Negativ-FQmvorlage unter einer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand 
von 1 10 cm 30 s lang belichtet und dann in einem Entwicklungsgerit bei 24*^ C und einer Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit von 1,4 m/min (= 20 s Entwicklungszeit) entwickelt. Nach der Verarbeitung von 1 m^ Flatte pro Liter 65 
Entwickler wurden jeweils 20 ml nachdosiert, urn die Entwicklermenge konstant zu halten. Die Entwickler 
wurden durch 1 : l-Verdfinnung der Konzentrate gemiB Tabelle 2 mit Wasser erhalten: 
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TabeUe2 



5 


Zusammense'tzxing 


A* 


B* 


C* 


D 


E 






< 




.s in 


Gew. - 


-% 


10 


Kal iumpelargonal: 


4 


4 


4 


4 


4 


Polyviny Ipy rrol idon 


2 


2 


2 


2 


2 




Pentanatrium-triphosphat 


0 


3 


3 


0 


0 


15 


Trinatriumsalz des 

N f N-Bis-carboxymethy 1- 

isoserins 


0 


0 


0 


5 


5 




Phenoxy ethano 1 


5 


5 


5 


5 


5 


20 


Dodecylbenzolsulfonat 


3 


3 


3 


3 


3 




KOH 


3 


3 


3 


3 


3 




Siliconentschaimer 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


25 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



Die mit C und E bezeichneten Konzentrate unterscheiden sich von B und D nur durch eine zweiwdchige 
30 Lagerzeit bei 50°C vor der Wdterverarbeitung. 

Die entwickeltea Flatten waren bei Druckbeginn in alien Fallen frei von restschichtbedingtem Schleier, die 
VoUtdne ohne Ausbruche oder Abtrag wiedergegeben, das 60cr Raster mit einer Fiadiendeclaing von 2—98% 
wiederg^eben, bei B bis E waren Halbtdne do* Vorlage oiit einer Schwarzdichte von <0,45 als Volltdne und 
solche mit einer Schwarzdichte > 1^ schichtfirei wiedergegeben, bei A waren Grauhalbtone mit einer Schwarz- 
35 dichte von <0»6 als VoUtdne tmd solche mit einer Schwarzdichte > 1,5 sdiichtfrei wiedergegeben, OxidschM- 
gung war nicht ericennbar. 

Bei den Entwicklem B^ D und E waren nach Verarbeitung von 1 Platte pro 50 ml Entwickler nur geringe 
BelSge auf Walzen und BGrsten im Entwicklungsgerat feststellbar, wahrend bei Verwendung der Entwickler A 
und C eine starke Verschmutzung durch Ausf allungen resultierte. Weiterhin waren in diesen beiden Fallen die 
40 Halbtonkeile bei Testende um eine Dichtestufe voUer wiedergegeben (Dichteinkremente 0,15)l 

Der Versuch zelgt die bessere Stabilit&t der im erfindungsgei^USen Veif ahren verwendeten Ent^cklerzusam- 
mensetzungea 

Beispiel 3 

45 

Die mit der Beschichttmgslosung 4 hergestellten konvertierbaren Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem 
Kontaktkopierrahmen mit einer Negativfihnvorlage unter emer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 
110 cm 50 s lang belichtet, in einem Durchlaufofen mit IR-Strahlung auf 145'*C erhitzt, in einem Wasserbad 
abgekOhlt, ganzflichig ohne Vorlage mit im UV-A-Bereich emittierenden Leuchtstofflampen ebenfalls im 
SO Durchlauf ausbelichtet und dann in einem Tauchbadentwicklungsgerat bei WO und einer Verarbeitungsge- 
schwindigkeit von 1,0 m/min ( 20 s Entwiddungszeit) entwickelt Die Entwickler wurden durch Airfl5sung der 
unten angegebenen Feststoffpulverkonzentrate in 20 1 Leitungswasser der H^rte 20 dH erludten. Nach der 
Verarbeitung von 1 m^ Platte pro Liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die Regenerate 
wurden durch Auflosung der Feststoffkonzentrate in 10 1 Leitungswasser erhalten. 

55 
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TabeUeS 



Zusauninenset.zung 


A* 


B 


C* 


Tetranatriumsalz der ' 

Ethylendiamintetra- 

essigsaure 


0 g 


0 g 


145 g 


Tetranatriumsalz der 
N-(l,2-DicarboxYethyl) - 

3-hydroxy-asparaginsaure 


0 g 


300 g 


0 g 


Na2Si03 x 5 


1800 g 


1800 g 


1800 g 



10 



15 



Die entwickelten Flatten waren in alien Flllen frei von Schieier, die Volltdne ohne Ausbruche oder sonstige 
Schadigungen durch Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Hachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtdne der Yorlage mit einer Schwarzdichte von <03 bei A und Q bei B von <0,45 als 
VoUtSne und solche mit einer Schwarzdichte > 135 scfaichtfrei wiedergegeben. OxidschSdigung war bei den im 
Entwickler C verarbeiteten Flatten in Form weiBer Aufhellungen auf der Plattenvorderseite und in Form eines 
weiBen Belags in den Randzonen der Plattenruckseite erkennbar. 

Lediglidi beim Entwickler B waren nach Verarbeitung von 1 m^ Platte pro 100 ml Entwickler nur geringe 
Walzen- und Biirstenbelegung im Entwiddungsgerat sichtbar» wShrend bei Verwendung von Entwickler A und 
C eine starke Vmchmutzung gegeben war. Weiterhin waren im Falle A und C die Nicfatbildstellen der entwik- 
kelten Flatten h3ufig durch adsorbierte Schmutzpartikel verunreinigt 

Beispiel 4 

Mit Aufzeichnungsmaterialien, die mit den Beschichtungsldsungen 3 und 5 hergestellt waren, wurde eine 
Fositiv-Negativ-Mischverarbeitungdurchgefuhrt 

Die Aufzeichnungsmaterialien werden in einem Kontaktkopierrahmen durch eine Filmvorlage unter einer 
6-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 120 cm bellchtet 5>ositiv 50 s, negativ 30 s), beim negativ arbeiten- 
den Material die Polyvinylalkohol-Deckschicht mit Wasser teilweise abgespfilt, und dann in einem Entwicklimgs- 
gerat bei 24*^0 und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,2 m/min ( = 20 s Entwicklungszeit) entwickelt 
Nach Verarbeitung von 1 m^ Platte pro Liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die 
Entwickler werden durch 1 : 3-Verdiinnung (1 Teil Konzentrat, 3 Teile Wasser) der foigenden Konzentrate 
erhalten: 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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TabeUe4 



Z US ammense'bzung 


A* 1 B* 1 C 
jeveils in Gew*-% 


Kaliumdisilikat 


13,4 


13,4 


13,4 


Kaliumhydroxid 


7,0 


7,0 


7,0 


Trinatriumsalz der 
Nitrilotriessigsaure 


0 


2,5 


0 


xeujranauirxuiiis£ii.2t v-itix. a. ^ a 
Iminodibernsteinsaure 


0 


0 


2,5 


Kal iuxabenz oat 


0,5 


0,5 


0,5 


O , O • -Bis-carboxymethyl- 
polyethylenglykol-eoo 
S il iconentschaumer 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



** Polyethylenglykol-eoo hat ein Mole]culargewicht von 
570 bis 630 und enthalt durchschnittlicli 12,5 bis 13,9 
Ethylenglykol-Einheiten. ^ 



Die als Regenerate eingesetzten Losungen warea bis auf den KOH-Gehalt» der 21|0% betrug, identisdi mit 
diesen Rezepturen, verdiinnt wurde ebenf idls im Verfaaltnis 1 : 3l 

Die entwxckelten Flatten waren in alien FSUen frei von Schleier, die VoUt5ne ohne AusbrQdie wiedergegeben« 
das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% bei der Positivpiatte und 2—97% bei der Negativplatte 
wiedergegeben, Grauhalbtone mit einer Schwarzdidite von < 0,45 waren bei den Positivplatten schichtfrei, bei 
den Negativplatten als VoUtdne wiedergegeben. 

Ondschadigung zeigte sich mit den unter Beispiel 3 beschriebenen Erscheinungen bei Verwendung des 
Entwicklers B. Fladenbildung war in keinem Fail erkennbar. 

Bei Entwickler C war nach Vcrarbeitung von 1 m^ Platte pro 1 00 ml Entwickler nur eine leichte Belegung der 
Ausiaufwalze des Entwicklungsgerates festzustellen, die sich leicht entfemen lieB, wahrend bei den Entwicklem 
A und B deudich starkere Belage auftraten, im Falle B resultierend aus dem OxidabbaiL 

Beispiel 5 

Mit Gemisch 6 hergestellte Au^Eeichnungsmateriailen wurden in einem Kontaktkopierrahmen mit einer 
Negativfilmvoriage unter einer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 110 cm 15 s lang bestrahlt, in 
einem Durchlaufofen mit IR-Strahlung auf 80"C erhitzt, in einem Wasserbad abgekuhlt und gieichzeidg die 
Deckschicht abgeldst, und dann in einem Tauchbadentwicklungsgerat bei 24*^0 und einer Verarbeitungsge- 
schwindigkeit von 1,0 m/min (« 20 s Entwicklungszeit) entwickelt Die Zusammensetzung der Entwickler ist 
unten angegeben. Nach Verarbeitung von 1 m^ Platte pro Ut^ Entwickler wurde jeweils 20 ml Regenerat 
zudosiert Die Regenerate wurden erhalten durcb Zugabe von 07 mol Kaliumhydrond auf 11 des jeweiligen 
Entwicklers. 
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TabeOeS 



Zusaimaensetziing 



Trinatrium-Salz des N/N- 
Bis-carboxymethyl-jS-aianins 


0 


0,4 


0 


Lavulinsaure 


0 


0 


0,2 


Sr(0H)2 X 8 


0,04 


0,04 


0,04 


Natrivuatetraborat x 10 


1,2 


1,2 


1,2 


Na2Si03 X 91 H2O 


7,8 


7,8 


7,8 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



A I B 
in Gew.-% 



10 



15 



Alle Entwickler wurden vor Einsatz 2 Wochen bei 50* C gelagert Danach wies der Entwickler A eine starke, 
der Entwickler C eine leicfate Trubtmg auf, Entwickler B blieb klar. 

Die entwickelten Flatten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Volltone ohne Ausbriiche oder sonstige 
Schadigungen durch Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Rachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtone der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0,45 waren schichtfrei iind solche mh 
einer Schwarzdichte > i;20 bei B und > 135 bei A imd C als Vollton wiedergegeben. 

Oxidschadigung war bedingt durch den Sr(OH)2-Zusatz bei keinem der Entwickler zu beobachten. 

Bei den Entwicklem A und C hatte sich nach Verarbeitung von 1 Platte pro 100 ml Entwickler ein 
Niederschlag gebildet, der sich am Boden des Entwicklungsgerates sanunelte, bei Entwickler B waren nur 
geringe Spuren eines Niederschlags zu bemerkea Durch Redeposits war insbesondere gegen Testende eine 
Viebsahl der in A und C verarbeiteten Flatten venmreinigt nach der Entwicklung, so daB der un Druck punktuell 
auftretende Ton mit Flattenreiniger (RC 96 der Hoechst AG) auf den Flatten entf emt werden muBte. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Entwickehi bestrahlter» strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmaterialien mit einem 
Entwickler, der mindestens eine in wiifiriger Ldsung alkalisch reagierende Verbindung enth&lt, dadurch 
gekennzeicimet daB dem Entwickler mindestens eine Verbindung gemSB Formal I 



20 



30 



AOOC -CH-N-CH-CH- COOA 

I 1 i I 

W X Y Z 



40 



(I) 



zugesetztwird,worin 45 

A H, Na, K, NH4 Oder NR4 ist, wobei R ein gegebenenfalls substituierter Alkyl-Rest ist» 

W und X unabh&ngig voneinander H oder COOA sind, 

YHoderCXDOAund 

ZH Oder OH ist, 

mit der MaBgabe, daB die Verbindung der Formel I mindestens 3 COOA-Einheiten aufweist 50 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die alkalisch reagierende Verbindung ein 
Amin, Hydroxid, Silikat, Phosphat, Borat oder Carbonat, bevorzugt ein Alkalisilikat ist 

3. Verfahren gemiB Anspruch 1 oder 2. dadurch gckennzeichnet, daB der Anteil der alkalisch reagierenden 
Verbindung(en) 0,1 bis 20 Gew.-Vo, bevorzugt 0^ bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht 
des gebrauchsf ertigen Entwicklers, betragt 55 

4. Verfahren gem&B einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gckennzeichnet, daB in den 
Verbindungen der Formel I A « H oder Na ist. 

5. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB W = Y H 
ist^wennX « CH2— OOOAist,undW - CHj-COOAundY = COOA sind, wenn X - Hist 

6. Verfahren gemiB einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil 60 
der Verbindung(en) der Formel 1 0,01 bis 5 Gew^-Vo, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers, betragt 

7. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Entwick- 
ler zusatzlich ein organisdies Ldsemittel, ein anionisches, kationisches, zwitterionisches oder nichtionisches 
Tensid, einen ICorrosionsinhibitor, eine hydrotrope Verbindung, ein O-Carboxymethyl- oder 0,0'-Bis-car- 65 
boxymethyl-polyethylenglykol mit 2 bis 500 Ethylenglykoleinheiten und/oder ein Antischaununittel enthalt 

8. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufzeich- 
nungsmaterialien bei 18 bis 50^ C, bevorzugt 20 bis 40^C; 5 s bis 1 min iang entwickelt werden. 
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- Leerseite - 



